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원자층 증착공정(atomic layer deposition, ALD)은 10~20 nm이하의 기능성 박막을 합성하는

데 매우 유용한 공정이다. 당초 ALD가 제안되었을 때에는 매우 느린 합성 속도로 인하여 거의 

관심을 받지 못하다가, 2000년 이후 나노기술을 기반으로 하는 IC 소자 제조의 주요 공정으로 

도입이 됨에 따라 다른 분야에도 ALD를 응용하려는 연구가 점차 많아지고 있는 상황이다. 본 

발표에서는 ALD의 고유 특성과 다양한 화공재료 분야에서의 최근 ALD 응용 연구 현황을 살

펴보고 향후 ALD 기술 개발 방향에 대한 제언을 하고자 한다.




